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Palmet trwa od dnia 22 mairca 1960 r.

Pierwszeństwo: 18 sierpnia 1959 r. (Niemiecka Republika Demokratyczna)

Wynalazek dotyczy komory jonizacyjnej dla
promieniowania rentgenowskiego i promienio¬
wania gamma o malej zależności od energii
promieniowania.

Zwiększenie czułości komór jonizacyjnych
do pomiaru natężenia promieni rentgena i pro¬
mieni gamma, przez napełnianie komór specjal¬
nymi gazami, jak np. argonem, ksencnem itd.
najczęściej pod wysokini ciśnieniem, jest rze¬
czą znaną. Wskazania przyrządu takiej komory
wykazują wtedy jednak silną zależność energe¬
tyczną i są nieprzydatne do pomiaru natężenia
promdieni o większych zakresach energetycz¬
nych który to pomiar często jest wymagany
dla celów ochrony przed promieniami. Oddzia¬
ływanie na tę zależność energetyczną przez ^jar
stosowanie ołowiu jest w zasadzie także znane.

Zadaniem wynalazku jest usunięcie tej nie-

* Właścidiei patentu oświadczył,
wynalazku jest Fritz Peschke.

że twórcą

pożądanej zależności energetycznej za pomocą
specjalnych, 'konstrukcyjnych układów, pena eli¬
to poszterzenie wykorzystywanego zakresu ene¬
rgii dla promieni Roentgena i promieni gamma
oraz znaczne powiększenie niezależności od kie¬
runku promieniowania. Według wynalaz¬
ku osiąga się to w ten sposób, że na zew¬
nętrzną ścianę komory nakłada się na stałe albo
nastawnie jedną albo kilka znanych warstw
absorpcyjnych o grubości zmieniającej sćę sto¬
pniowo alibo w sposób ciągły.

Wspomniane wasitwy zwłaszcza z metalu
ciężkiego należy nałożyć tak, aby wykorzysty¬
wany zakres energii, niezależność energetyca-
na w tym zakresie i niezależność od kierunku
promieniowania przy pomiarze dawki i natęże¬
nia dawki promieni Roentgena i promieni gam¬
ma osiągnęły wartości optymalne. Przy stoso¬
waniu ołowiu do wytwarzania warstw absorp¬
cyjnych, grubości ich rzędu od 0,1 do 0,5 irim
są specjalnie korzystne. Nakładanie warstw



Absorbujących wokoło powłoki komory joniza¬
cyjnej może być dokonywane w sposób dowol¬
ny.

Za pomocą używanych według wynalazku
komór ciśn&eniowyeh, tj. komór jonizacyjnych
wypełnionych gazem pod wysokim ciśnieniem,
do pomiaru natężenia promieniowania można
osiągnąć minimum zajmowanej przestrzeni,
w porównaiu do ogólnie używanych komór jo¬
nizacyjnych o stosunkowo dużym zapotrzebo¬
waniu przestrzeni przy tej samej czułości. Mo¬
żna więc przy tej samej wielkości promienio¬
wania, gamma i tej samej objętości osiągnąć
10 do 20-krotną czułość. Zastosowanie np. ar¬
gonu jako gazu wypełniającego umożliwia
w ten sposób uzyskanie zakresu energetyczne¬
go od ^0,08 do ^2 MeV przy dobrej nieza¬
leżności od energii promieniowania i niezależ¬
ności ód kierunku przy pomiarze dawki i natę¬
żenia dawki.

Wskutek uzyskania wysokiej czułości przez
zastosowanie gazu pod wysokim ciśnieniem
i przy uzyskanym według wynalazku uniezależ¬
nieniu się od energii promieniowania uzyskuje
się dalszą korzyść przez zastosowanie w elek-
trometrze stosunkowo małych wysokoomowych
oporników roboczych o znacznie korzystniej¬
szych właściwościach stabilizacyjnych. Przez
zastosowanie dobrych wysokoomowych oporni¬
ków roboczych zostanie jeszcze bardziej pod¬
niesiona możliwość wykrycia bardzo małego
natężenia promieniowania.

Na rysunku uwidoczniony jest przykład wy¬
konania układu według wynalazku.

W górnej części cylindrycznej komory joni¬
zacyjnej jest umieszczona pośrodku elektroda
zbiorcza 1. Koncentrycznie dookoła tej elektro¬
dy znajduje się przestrzeń skuteczna komory 2,
która ograniczona jest przez przepusztezającą
promienie powłokę 3 wykonaną z lekkiego me¬
talu. Powłoka ta jest według wynalazku pokry¬

ta, jeszcze warstwą z ołowiu 4, która wreszcie
jest lub może być jeszcze dodatkowo chronio¬
na przed promieniami za pomocą dodatkowej
wykładziny 5, składającej się z odlpowiednie-
go tworzywa sztucznego lub metalu.

Warstwa 5 z metalu ciężkiego dla osiągania
uniezależnienia się od miękkich promieni, jest
celowo wykonana jako wymienny względnie
zdejmowany 'kołpak, przy czym) kołpak 5
z ciężkiego metalu posiadać może wzdłuż swo¬

jego obwodu cylindrycznego różnej grubości
ścianę, która w stosunku do właściwej komory
może być wykonana dodatkowo jako obrotowa*
Dla ochrony zaleca się nałożenie na kołpak jesz¬
cze dalszej wymiennej powłoki ochronne!
z ciężkiego metalu absorbujący promieniowane.
W specjalnych przypadkach może także okazać
się celowym, aby warstwa absorbcyjna była
wykonana jak rura cylindryczna z ciężkiego
metalu, któreji grubość ściany zmienia się
w kierunku podłużnym skokowo lub w sposób
ciągły. W zależności od zastosowanego metalu
i grubości ścian powłoki absonbcyjnej można
dowolnie nastawiać zależność Lub brak tej za¬
leżności od energii promieniowania.

Zastrzeżenia patentowe

1. Komora jonizacyjna o wypełnieniu gazo¬
wymi przekraczającym wartościowo powie¬
trze i (lub) o materiale ściennym przekra¬
czającym wartościowo powietrze, nieznacz¬
nie zależna od energii promieniowania dla
promiend rentgenowskich i promieni gamma,
znamienna tym, że wokoło komory pomiaro¬
wej nałożona jest powłoka absorpcyjna^ wy¬
konana z jednej lub kilku warst, ze znane^
go materiału o wysokiej liczbie porządko¬
wej i o określonej grubości np. ołowiu, przy
czym powłoka najkorzystniej z metalu cięż¬
kiego jest wykonana w postaci stałego spe¬
cjalnego obrotowego lub wymiennego koł¬
paka i posiada stopniowo lub sposobem
ciągłym zmieniającą się grubość w kierun¬
ku wzdłużnym i (lub) poprzecznym, przy
czym przez zmianę grubości warstwy absop-
cyjnej można nastawić różne zależności od
energii promieniowania.

2. Komora według zastrz. 1, znamienna tym,
że nad kołpakiem z metalu ciężkiego znaj¬
duje się dodatkowa jeszcze powłoka ochron¬
na;, która jest założona na stałe albo jest
wymienna.

3. Komora według zastrz. 1 lub 2, znamienna
tym, że kołpak absorpcyjny składa się z nar-
sadzanych pierścieni częściowych, względ¬
nie z cylindrycznych części płaszczowych
albo jest nałożony w sposób galwaniczny.
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